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(57) Zusammenfassung: Bei der Vorrichtung ist eine aus einer Kammerrakel (511), einem Rasterelement (510) und mindestens
einem in der Kammerrakel (511) angeordneten ersten Strdmungselement (518) bestehende Zuftihreinrichtung (51) vorgesehen, die
aus einer Mischeinrichtung geladene To- nerteilchen und Trigerflissigkeit aufweisende Entwicklerfliis- sigkeit entnimmt und einer
Applikatorwalze (520) zufithrt. Von der Applikatorwalze (520) geht die Entwicklerflissigkeit in Abhéngigkeit der Potentialbilder auf
den Zwischenbildtriger (1) tiber. Zwischen dem Strémingselement (518) und dem Rasterelement (510) liegt eine derartige Spannung
ann, dass die Tonerteilchenkonzentration in den Népfchen des Rasterelementes (510) erhéht wird.
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Vorrichtung und Verfahren zur Entwicklung von auf einem Zwi-
gchenbildtrdger erzeugten Potentialbilder bei einer elektro-

grafigchen Druck- oder Kopiereinrichtung

Zum ein- oder mehrfarbigen Bedrucken eines Aufzeichnungstra-
gers z.B. eines Einzelblattes oder eines bandfbdrmigen Auf-
zeichnungstragers aug verschiedensten Materialien, z.B. Pa-
pier oder dinnen Kunststoff- oder Metallfolien, ist eg be-
kannt, auf einem Zwischenbildtréger, z.B. einem Fotoleiter,
bildabhdngig Potentialbilder (Ladungsbilder) zu erzeugen, die
den zu druckenden Bildern, bestehend aus einzufdrbenden und
nicht einzufdrbenden Bereichen, entsprechen. Die einzuférben-
den Bereiche der Potentialbilder werden mit einer Entwickler-
station (Einfarbestation) durch Toner sichtbar gemacht. An-
schlieffend wird das Tonerbild auf den Aufzeichnungstrager um-

gedruckt.

Zzum Einfdrben der Potentialbilder kann dabei Tonerteilchen

und Tragerfllissigkeit enthaltende Entwicklerfllssigkeit ver-
wendet werden. Die Tragerflliissigkeit weist dabei einen Wider-
stand von gréRer 10° Ohm*cm auf. M&gliche Tragerfliissigkeiten

gind u.a. Silikondl und Kohlenwasserstoffe.

Ein Verfahren zur elektrophoretischen Flissigentwicklung (e-
lektrografische Entwicklung) in digitalen Drucksystemen ist
z.B. aus WO 2005/013013 A2 bekannt. Dabei wird als Entwick-
lerfllissigkeit eine Silikondl enthaltende Tragerfligsigkeit
mit darin dispergierten Farbteilchen (Tonerteilchen) verwen-
det. Niheres hierzu ist aus WO 2005/013013 A2 entnehmbar, die

Bestandteil der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung ist.

Die Zufuhr der Entwicklerfllssigkeit zu dem Zwischenbild-

trager kann durch eine Applikatorwalze erfolgen, der die Ent-
wicklerfllissigkeit durch eine Rasterwalze zugefihrt wird, an
der eine Kammerrakel angeordnet ist. Aug dem Offsetdruck ist
der Einsatz von Kammerrakeln zur Farbzufuhr bekannt (EP 1 097

813 A2). Der Einsatz einer Kammerrakel beim elektrophoreti-
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gchen Druck kann WO 2005/013013 A2 entnommen werden. Ein
Nachteil der bekannten Kammerrakeln besteht darin, dass die
Strémung der Entwicklerfllissigkeit in der Kammerrakel nicht
gezielt gefihrt wird. Daher kdnnen Wirbel auftreten und Luft-
blaschen eingeschleppt werden. Zudem erfolgt die Befidllung
der Napfchen der Rasterwalze ohne Potentialunterstitzung, so
dass der Ubergang der Tonerteilchen auf die Rasterwalze ein-
geschrankt ist. Dadurch ist der erzielbare Tonerantrag pro
Flachenelement eingeschrankt und damit der Einfarbebereich
bzw. die Geschwindigkeit des Ubergangs der Entwicklerfliissig-
keit auf die Rasterwalze und damit die erreichbare Prozegsgge-

schwindigkeit bei konstanter Einfarbung.

Aus DE 44 08 615 Al ist der Aufbau einer Rasterwalze bekannt,
die mit einer Kammerrakel zusammenarbeitet. Um die Form der
Napfchen der Rasterwalze zu vergrdflern, wird an die Kammerra-
kel und die Rasterwalze eine Spannung angelegt. Die Rasgter-
walze ist derart aufgebaut, dass die Form der Napfchen durch

eine elektrische Spannung veranderbar ist.

Matheg, H.: Gibt eg die optimale Kammerrakel? Teil 1 in Fle-
xo+Tief-Druck 1-2003, S. 54-58, Januar 2003, Teil 3 in Fle-
xo+Tief-Druck 6-2003, S. 68-71, November 2003 beschreibt die
Realigierung einer Anordnung aus Rasterwalze und Kammerrakel.
Um die Luft aus den Napfchen der Rasterwalze beim Befillen
mit Farbe herauszudricken, wird vorgeschlagen, die Farbe un-
ter Druck an der Rasterwalze vorbeizufihren. Dazu kann ein
Profilkdrper in der Kammerrakel benachbart der Rasterwal:ze
angeordnet werden, durch den der Transportkanal fur die Farbe

benachbart der Rastewalze verengt wird.

Die Reinigung der Applikatorwalze vom Restbild, das nach der
Entwicklung der Potentialbilder auf der Applikatorwalze ver-
bleibt, erfolgt nach EP 0 727 720 Bl durch eine an der Appli-
katorwalze anliegende Rakel. Damit wird aber eine elastische
Beschichtung der Applikatorwalze, die fur die Nipausbildung

zum Zwischenbildtradger erforderlich ist, schnell verschlis-
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sen. Wenn der Andruck der Rakel dagegen zu schwach ist, wird
eine geringe Reinigungseffizienz in Kauf genommen, was bei
hoher Druckauslastung (Flachendeckungsgrad des Druckbildesg)
zu Memory-Effekten fuihrt, da nicht jede Stelle der Applika-
torwalze nach einem Zyklus die gleiche Tonermenge/Flache auf-
weist. Die Reinigung der Applikatorwalze kann auch durch eine
Reinigungswalze mit Rakel erfolgen. Da dann die Tonerteilchen
auf die Oberfldche der Reinigungswalze gezogen werden, kommt
es an der Einwirkstelle der Rakel auf der Reinigungswalze zu
hohem Stress auf die Tonerteilchen. Dies fUhrt zur Agglomera-
tion von Tonerteilchen und makroskopischen Verdickungen. Wenn
die Effizienz der Rakel ungentgend ist, kommt es zur Filmbil-
dung auf der Reinigungswalze oder zur Ausgsbildung von Memory-
Effekten.

Das von der Erfindung zu ldsende Problem besteht darin, eine
Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit denen eine sta-
bile, gleichmaRig hohe Einfarbung der Potentialbilder auf ei-
nem Zwischenbildtrdger bei hoher Transfereffizienz erreicht

werden kann. Dabei goll einen hohe Druckgeschwindigkeit mdg-

lich sein.

Ein weitereg Problem besgsteht darin, eine gtabile Einfarbung
fir einen groflen Flachendeckungsbereich im stationaren Be-
trieb zu erreichen. Weiterhin soll ein grofler Dynamik- Be-
reich bezlglich Einfdrbung (sehr geringe Einfarbung, sehr ho-
he Einfarbung = Einfarbestufen), beziglich Wechsel von Ein-
farbestufen, wechselnden Fl&chendeckungen und wechselnden
Prozessgeschwindigkeiten médglich gein. SchlieRlich wird eine
hohe Prozessstabilitdt (Langzeitstabilitat) durch minimierte

Belastung der Tonerteilchen angestrebt.

Diese Probleme werden gemafs den Merkmalen des Anspruchs 1 und

deg Angpruchg 57 geldst.

Vorteilhaft ist es, wenn die am Ubertragungsprozess der Ent-

wicklerfllissigkeit auf dem Weg zum Zwischenbildtrager betei-



10

15

20

25

30

35

WO 2007/057387 PCT/EP2006/068432

ligten Funktionselemente derart gestaltet sind, dass bei je-
dem Ubertragungsprozess die Ablagerungszeit der Tonerpartikel
auf den dabei beteiligten Funktionselementen auf Grund einer
elektrigchen Feldwirkung und des Abstandes der beteiligten
Funktionselemente voneinander geringer ist als die jeweilige
Ubertragungszeit der Tonerpartikel von Funktionselement zu

Funktionselement.

Zur Vermeidung der Ablagerung von Tonerteilchen auf am Uber-
tragungsprozegs der Entwicklerfllissigkeit auf dem Weg zum
Zwischenbildtrager beteiligten Funktionselementen ist es vor-
teilhaft, wenn die Funktionselemente derart gestaltet sind,
dass an jedem beteiligten Funktionselement im zyklischen Pro-
zess des Ubergangs der Entwicklerfliissigkeit von Funktions-
element zu Funktionselement in jedem Zyklus eine Kraftwirkung

zu dem jeweiligen Funktionselement hin und weg erzeugt wird.

Dabei kann die Kraftwirkung durch ein auf die geladenen To-
nerteilchen einwirkendeg elektrisches Feld erzeugt werden o-
der durch eine Strémung, d. h. eine Scherwirkung. Der Uber-
gang der Tonerteilchen kann bei der elektrischen Kraftwirkung
zudem dadurch unterstltzt werden, dass die daran beteiligten
Funktionselemente abwechselnd einen hochohmigen und niederoh-

migen Widerstand aufweisen.

Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen

Anspruchen.

Die Vorrichtung zur Entwicklung von auf einem Zwischenbild-
trdger erzeugten Potentialbilder von zu druckenden Bildern
weist zunachst als erste Komponente eine Zufihreinrichtung
auf, die aus einer Mischeinrichtung Entwicklerflissigkeit
entnimmt.

Die Komponente kann als Funktionselemente

- eilne Rasterwalze,

- eilne Kammerrakel,

- Stroémungselemente (innerhalb der Kammerrakel)
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aufweigen.

Zwischen diesgsen liegt ein Feld an, das die Dogierung einer
niedrigkonzentrierten und damit niedrigviskosen Flussigkeit
ermdglicht. Dies hat den Vorteil, dass in der Mischeinrich-
tung und der Zufiuhreinrichtung die Entwicklerflissigkeit
niedrigere Viskositat aufweisen kann und damit leichter
transportiert werden kann. Erst auf der Rasterwalze wird die
Tonerteilchenkonzentration auf den zur Entwicklung erforder-
lichen Wert erhdht.

Weiterhin ist als zweite Komponente eine Applikatoreinrich-

tung, die als Funktionselement z.B. eine Applikatorwalze oder
Applikatorband aufweist, vorgesehen, die von der Zuflhrein-

richtung die Entwicklerfllissigkeit Ubernimmt, und von der die
Entwicklerfllssigkeit in Abhdngigkeit der Potentialbilder auf
den Zwischenbildtriger Ubergeht. Um den Ubergang der Toner-

teilchen zu optimieren, liegt zwischen Zufihreinrichtung und
Applikatoreinrichtung eine derartige elektrische Spannung an,
dass der Umfang des Tonerteilchenltbergangs von der Zufihrein-
richtung zur Applikatoreinrichtung dadurch festlegt wird. Zu-
satzlich kann dadurch noch die Tonerkonzentration in der Ent-

wicklerfllissigkeit erhdht werden.

Zusatzlich als dritte Komponente eine Reinigungseinrichtung
vorgesehen, die das nach der Entwicklung der Potentialbilder
auf der Applikatoreinrichtung verbliebene Restbild abreinigt.
Die Reinigungseinrichtung kann die Funktionselemente Reini-
gungswalze, Reinigunggsrakel und Reinigungsstrdmungselement

aufweisen.

Vorteilhaft ist es, wenn zwischen der Reinigungseinrichtung
und der Applikatoreinrichtung eine elektrische Spannung an-
liegt, die den Ubergang der Tonerteilchen des Restbildes von
der Applikatoreinrichtung auf die Reinigungseinrichtung fest-

legt.

Vorteilhaft ist es dartber hinaug, wenn zwischen Reinigungs-
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walze und Reinigungsstrdémungselement eine elektrische Span-

nung anliegt, die die Ablédsung der Tonerteilchen des Regtbil-
des von der Reinigungswalze erleichtert. Die Folge ist, dass
die Reinigung der Reinigungswalze durch die anliegende Reini-
gungsrakel nicht zu einer starken mechanischen Belastung der

Tonerteilchen fuhrt.

Wenn die Rasterwalze der Zufihreinrichtung bzw. die Reini-
gungswalze der Reinigungseinrichtung einen groflen Widerstand
aufweisen, tritt nur ein minimaler elektrischer Stromibergang
von vorzugsweise < 1000 pA/ 1m, vorzugsweise <100 pA/ 1m am
Ubergangsbereich flir die Entwicklerflissigkeit zwischen Zu-
fihreinrichtung und Applikatoreinrichtung bzw. Reinigungsein-
richtung und Applikatoreinrichtung auf. Dann sind Potential-
schwankungen uber deren Oberflachen vorzugsweise < 10 V und
die unterschiedlichen Potentiale k&énnen stabil gehalten wer-
den. Somit kann die die Entwicklerflissigkeit transportieren-
de Applikatoreinrichtung (Applikatorwalze) einen kleinen Wi-
derstand aufweisen und damit der Spannungsabfall Uber deren
Oberflache klein sein, so dass der im Entwicklerspalt zwi-
schen Applikatoreinrichtung und Zwischenbildtrdger (z.B. Fo-
toleiter) vorhandene Potentialunterschied (dieser ergibt sich
aus dem Abstand zwischen Aufladepotential bzw. Entladepoten-
tial des Fotoleiters und des symmetrisch dazwischen angeord-
neten Bias- Potentials der Applikatoreinrichtung) in eine
grofde elektrische Feldstarke Uber der Entwicklerflissigkeit
umgesetzt wird. Z.B. kann die Oberflachenschicht der Applika-
toreinrichtung so gewadhlt sein, dass der Widerstand < 10°

O*cm ist, vorzugsweise 10° bis 107 Q*cm.

Die die Entwicklerflissigkeit transportierenden Funktionsele-
mente von Reinigungseinrichtung, Zufidhreinrichtung oder Ap-
plikatoreinrichtung kénnen jeweils mindestens eine Walze
sein, die eine Oberfldchenbeschichtung zur Festlegung deren
spezifischen Widerstands nach den oben angegebenen Kriterien
aufweisen. Dabei kann der Widerstand der Oberflachenbeschich-

tung der Walze in der Reinigungseinrichtung (Reinigungswalze)
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und der Walze in der Zufiuhreinrichtung (Rasterwalze) im Be-
reich von 10° Q*cm bis 10'° Q*cm, vorzugsweise 5*10% bis 5*10°
Qcm liegen und derjenige der Walze in der Applikatoreinrich-
tung (Applikatorwalze) mindesteng um den Faktor 10 leitfdhi-
ger gein. Das die Entwicklerfliissigkeit transportierende
Funktionselement kann auch ein Band sein, im folgenden wird
jedoch bei der Erlauterung von Walzen ausgegangen, ohne die

Erfindung darauf zu beschrnken.

Vorteilhaft ist, wenn als vierte Komponente eine Konditio-
niereinrichtung benachbart der Applikatoreinrichtung in Bewe-
gungsrichtung der Entwicklerfliissigkeit gesehen vor dem Zwi-
gchenbildtrdger angeordnet ist. Mit dieser kann die dem Zwi-
schenbildtrager zuzuflhrende Entwicklerflissigkeit derart be-
einflusst werden, dass sich die Tonerteilchen in der Entwick-
lerfllissigkeit zur Oberfléche der Applikatoreinrichtung bewe-
gen. Dadurch bildet gich an der Oberflache der Entwickler-
flissigkeit eine Schicht, die vorwiegend aus Tragerflissig-
keit besteht mit der Folge, dass die unerwlnschte Einfarbung
von Nichbildstellen auf dem Zwischenbildtrager verringert
wird. Die Konditioniereinrichtung kann aus einem an einem Po-
tential liegenden Korotron, z.B. Drahtkorotron, bestehen oder
aus einer an einem elektrischen Potential liegenden Walze
(Konditionierwalze) . Dag Potential sollte so gewahlt werden,
dass Ladungen im Vergleich zu Tonerteilchen gleicher Polari-

tdt auf die Applikatorwalze aufgebracht werden.

Wenn der Durchmesser der Konditionierwalze und der Applika-
torwalze derart gewahlt werden, dass eine Trennstrdmung zwi-
schen der Applikatorwalze und Konditionierwalze entsteht,
kann die FllUssigkeitsoberfldche auf der Applikatorwalze ge-
glattet werden mit der Folge, dass die Tonerteilchen gleich-
malRiger auf der Oberfldche der Applikatorwalze verteilt gind.

Dies fuhrt zu einem verbesserten Druckbild.

Eine vorteilhafte Realisierung der ZufiUhreinrichtung weist

eine Rasterwalze mit Napfchen und Stegen und eine an der Ras-
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terwalze angeordnete Kammerrakel auf. Dabei kann die Kammer-
rakel eine zur Rasterwalze offene Kammer mit einem Zulauf und
einem Uberlauf flr die Entwicklerfllssigkeit enthalten, wobei
der Zulauf derart ausgefihrt ist, dass die zugefihrte Menge
an Entwicklerfllissigkeit grdéfer oder gleich der Menge ist,
die an die Rasterwalze Ubergeht und die als Uberflissige Men-
ge Uber den Uberlauf abflieRt. Die ausreichende und gleichm&-
Rige Zufuhr von Tonerteilchen in die Napfchen der Rasterwalze
wird durch eine ausreichende Zufuhr und Verteilung der Ent-
wicklerfllissigkeit in der Kammerrakel und durch eine elektri-

gche Feldunterstitzung innerhalb der Kammerrakel erreicht.

Die Funktion der Kammerrakel wird noch dadurch verbessert,
dass in der Kammer ein erstes Strdmungsgselement benachbart zur
Rasterwalze zur Verteilung der Entwicklerfllissigkeit u. a.
quer zur Druckrichtung im Bereich des Ubergangs der Entwick-
lerflissigkeit auf die Rasterwalze vorgesehen wird. Wenn eine
elektrische Spannung zwischen dem ersten Strdémungselement und
der Rasterwalze anliegt, wird die Tonerteilchenkonzentration
in den Napfchen der Rasterwalze erhdht. Dazu kann die elekt-
rische Feldstdrke zwischen dem ersgten Strdmungselement und
der Rasterwalze im Bereich zwischen 10 bis 5*10* V/cm gewdhlt

werden.

Eine weitere Verbesserung der Funktion der Kammerrakel wird
durch ein zweites Strdmungselement erreicht, das benachbart
dem ersten Strdmungselement in der Kammer angeordnet ist und
an einer elektrischen Spannung liegt, deren Polaritdt zu der
des ergten Strdmungselementes ungekehrt igt. Diese dient da-
zu, die Entwicklerfllissigkeit der Kammer mit der in den Napf-
chen der Rasterwalze befindlichen Restfllissigkeit (die nach
Ubergang der Entwicklerfliissigkeit auf die Applikatorwalze
Ubrig bleibt) durchzumischen. Das zweite Strdmungselement ist
darum in Drehrichtung der Rasterwalze gesehen vor dem ersten
Strémungselement angeordnet und liegt benachbart zur Raster-

walze.
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Vorteilhaft ist, wenn die beiden Strdémungselemente zur Ras-
terwalze und zur Innenkontur der Kammer derart angeordnet und
geformt sind, dass eine Strdmung der Entwicklerflissigkeit im
Spalt zwigchen den Strdmungselementen und der Rasterwalze
entsteht, die gleichgerichtet zur Bewegungsrichtung der Ras-
terwalzenoberflache ist. Dabei treten keine diskontinuierli-
chen Quergchnittsé&nderungen der durchstrédmten Flachen sowohl
in axialer als auch radialer Richtung auf und es gibt keine
Zonen mit einer FliefRgeschwindigkeit null. Die Strdmungsele-
mente kdnnen als elektrisch leitende Profilelemente ausge-
fihrt sein, die in der Kammer benachbart deren Offnung paral-
lel zur Rasterwalze angeordnet sind und sich Uber die Breite
der Kammer erstrecken und z.B. an den Seitenwdnden der Kammer
elektrisch isoliert befestigt sind. Um eine grofle Einwirkfla-
che zu erreichen, k&énnen die Strdémungselemente in Richtung
zur Rasterwalze abgeflacht sein. Der Abstand der Strdémungs-
elemente zur Rasterwalze kann auf 10 bis 2000 um, vorzugsweil-
ge 100 bis 1000 um, eingestellt werden.

Die Reinigungseinrichtung kann eine Reinigungswalze und eine
an der Reinigungswalze anliegende Reinigungsrakel aufweisen.
Dabei kann die Reinigunggsrakel Teil einer Halbkammer sein, in
die das abgerakelte Restbild flieft. Von dort kann die Rest-
flissigkeit in eine Mischeinrichtung abgeleitet werden. Die
Halbkammer, die an einem elektrischen Potential liegt, ist
derart gestaltet, dass stets der Pegel der Entwicklerflisggig-
keit oberhalb der Reinigungsrakel liegt, um zu ermdglichen,
dass die auf der Reinigungswalze vorhandenen Tonerteilchen in
die Halbkammer dispergieren kdbnnen. Zur Einstellung des Pe-
gels in der Halbkammer kann ein Flullstandssensor vorgesehen
werden, der eine Abflihrpumpe ansteuert oder die Eingtellung
des Pegels in der Halbkammer kann durch einen Uberlauf, der

oberhalb der Reinigungsrakel angeordnet ist, erfolgen.

Die Funktion der Reinigungseinrichtung kann durch ein Reini-
gungsstrémungselement verbessert werden, das in der Halbkam-

mer benachbart der Reinigungswalze angeordnet ist, und das
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dass eine Strdmung im Bereich zwischen

dem Reinigungsstrdmungselement und der Reinigungswalze ent-

steht, die gleichgerichtet zur Bewegungsrichtung der Oberfléa-

che der Reinigungswalze igt und die keine Digkontinuitdten im

Strémungsquerschnitt aufweigt. Dazu sollte der Abstand Reini-

gungswalze zum Reinigungsstrdmungselement auf 10 bis 2000 um,

vorzugsweige 100 bis 1000 um,

eingestellt werden. Optimal

igt, wenn das Reinigungsstrdmungselement oberhalb der Reini-

gungsrakel,

aber teilweise oder vollstdndig unterhalb des Pe-

gels der Entwicklerflissigkeit in der Halbkammer angeordnet

igt. Weiterhin ist egs zweckmaRig,

an dem Reinigungsstrdmungs-

element ein elektrisches Potential anzulegen, das z. B. bei

positiver Tonerpolaritdt negativer ist als das Potential an

der Reinigungswalze und der Reinigungsrakel. Die elektrische

Spannung zwigschen Reinigungswalze und Reinigungsstrdmungsele-

ment sollte derart gewdhlt sein,

dass die Tonerteilchen von

der Oberflache der Reinigungswalze abgeldst werden, jedoch

eine Ablagerung der Tonerteilchen auf dem Reinigungsstrd-

mungselement verhindert wird. Die elektrische Spannung zwi-

schen Reinigungswalze und ReinigungsstrdOmungselement kann

zwischen 10 V und 5000 V liegen, vorzugsweise zwischen 200 V
und 2000 V.

Im unteren Bereich der Halbkammer, der Wanne, kann ein beweg-

liches Element, z. B.

eine spiralfdrmige Spindel, unter dem

Flissigkeitsspiegel angeordnet werden, das aktiv durch einen

Antrieb bewegt werden kann. Damit kdnnen Ablagerungen von To-

nerteilchen in der Halbkammer vermieden werden bzw. dort vor-

handene Ablagerungen geldst werden.

Die Vorteile der erfindungsgemdfien Vorrichtung kdénnen folgen-

dermaflen zusammengefasst werden:

- Die Tonerteilchen werden innerhalb der Entwicklerfllissig-

keit auf den Funktionselementen

walze,

Reinigungsw

(Ragsterwalze, Applikator-

alze) definiert abgelagert bzw. davon ab-

genommen. Damit werden Schwankungen der Tonerteilchen (La-

dung,

Durchmesser)

kompensiert.
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- Die Napfchen der Rasterwalze werden durch die Feldunter-

stlitzung zwischen erstem Strdmungselement und Rasterwal:ze

definiert mit Tonerteilchen beflllt. Die Tonerkonzentration

wird dabei erst beim Befiullen erhdht, es kann also vorher
eine niedrig konzentrierte und damit besser flieRfadhige

Entwicklerfllissigkeit dosiert werden.

Erst die Erhdbhung bzw. die Stabilisierung der Tonerkonzent-

ration in den Napfchen der Rasterwalze ermdglicht eine aus-

reichende Zufuhr von Tonerteilchen zur Applikatorwalze

a) flr eine hohe Einfarbung des Zwischenbildtragers bei ei-
ner Dicke des Entwicklerflissigkeitsfilms auf der Appli-
katorwalze von 1 bis 20 pm, vorzugsweise 5 bis 10 um;

b) fir hohe Geschwindigkeit, z.B.>1,5 m/sec, (Ubertrag zwi-
gchen Rasterwalze und Applikatorwalze).

Die Verwendung einer Konditionierwalze hat folgende Vortei-

le:

1. Sie fuhrt zur Ausbildung einer Schicht vorwiegend von
Tragerflissigkeit an der Oberfldche der Entwicklerflis-
gsigkeit auf der Applikatorwalze und damit zu einer Erhd-
hung der Grenzprozessgeschwindigkeit ohne unerwlnschte
Einfadrbung der Nichtbildstellen;

2. durch die geeignete Wahl der Durchmesser der Konditio-
nierwalze und der Applikatorwalze und deren einstellba-
re Relativgeschwindigkeit wird eine Stabilisierung der
Filmspaltung der Entwicklerflissigkeit im Spalt zwischen
Konditionierwalze und Applikatorwalze und damit eine
Glattung des Entwicklerflissigkeitsfilms auf der Appli-
katorwalze und damit eine gleichmaRBigere Ablagerung von
Tonerteilchen auf dem Zwigchenbildtrager erreicht;

3. Uber das Abrakeln der auf der Konditionierwalze befind-
lichen Tragerflissigkeit kann die Tonerteilchenkonzent-
ration des auf der Applikatorwalze zurlckbleibenden Ent-
wicklerfllissigkeitsfilms erhdht werden. Bis dahin kann
eine besser flieRfdhige Entwicklerfllssigkeit dosiert
werden. Im Kontakt zwischen Applikatorwalze und Zwi-
gchenbildtrager fihrt dagegen eine hdher konzentrierte

Entwicklerfllissigkeit zu einer geringeren Filmdicke der
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Entwicklerfllissigkeit und damit zu einer Erhdéhung des
elektrigches Feldes und somit zu einer Verbegserung der
Ablagerung von Tonerteilchen auf dem Zwischenbildtrager

ingbesondere fir hohe Prozessgeschwindigkeiten.

An Hand eineg Ausfihrungsbeigpieles, das in den Figuren dar-
gestellt ist, wird die Erfindung weiter erldutert.

Es zeigen:

Fig. 1 die Prinzipdarstellung eines elektrografischen Druck-
systems,

Fig. 2 den Aufbau der Vorrichtung mit Angabe der an den Funk-
tionselementen anliegenden elektrischen Potentialen,

Fig. 3 ein weiterer Aufbau der Zufihreinrichtung,

Fig. 4 den Aufbau der Konditioniereinrichtung innerhalb der
Entwicklereinrichtung,

Fig. 5 eine zweite Realisierung der Konditioniereinrichtung

innerhalb der Entwicklereinrichtung.

Fig. 1 zeigt die Komponenten eines Drucksystems DS, wie es z.
B. aus WO 2005/013013 A2 bekannt ist, diese wird hiermit in

die Offenbarung einbezogen. Entlang einem Zwischenbildtrdger
1, in Fig. 1 einer Fotoleitertrommel, ist eine Regenerations-
belichtung 2, eine Aufladestation 3, ein Element 4 zur bild-

maRigen Belichtung, eine Entwicklervorrichtung 5, eine Trans-
fereinheit 6 zum Umdruck der entwickelten Potentialbilder auf
einen Aufzeichnungstrager 7, ein Element 8 zur Reinigung der
Fotoleitertrommel angeordnet. Die Transfereinheit 6 weist ei-
ne elastische Transferwalze 60, eine Gegendruckwalze 61 und

eine Reinigungseinheit 62 auf.

Von den zu Fig. 1 aufgefihrten entlang der Fotoleitertrommel
angeordneten Komponenten wird im folgenden die Entwicklervor-
richtung 5 ndher behandelt, der Aufbau und die Funktion der

Ubrigen Komponenten ist bekannt und kann z.B. WO 2005/013013

A2 entnommen werden.
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Die Entwicklervorrichtung 5 weist eine ZuflUhreinrichtung 51,
eine Applikatoreinrichtung 52, eine Reinigungseinrichtung 53
und optional eine Konditioniereinrichtung 54 auf, Fig. 2.

Die Applikatoreinrichtung 52 kann eine Applikatorwalze 520
oder ein Entwicklerband gein, welche in Kontakt zum Zwigchen-
bildtrdger 1 angeordnet ist. Im folgenden wird in der Erlau-
terung von einer Applikatorwalze 520 gesprochen, ohne die Er-
findung darauf zu beschrénken. Mit der Applikatorwalze 520
werden die Potentialbilder auf dem Zwischenbildtrdger 1 ent-
wickelt. Dazu fuhrt die Applikatorwalze 520 eine Entwickler-
flissigkeit zumindest aus einer Tragerfllssigkeit und gelade-
nen Tonerteilchen dem Zwischenbildtrager 1 zu. Die Entwick-

lung erfolgt auf bekannte Weise.

Die Entwicklerfllissigkeit wird der Applikatorwalze 520 durch
eine Zuflhreinrichtung 51 zugefihrt. Diese Zufihreinrichtung
51 weist eine Rasterwalze 510 mit Napfchen und Stegen und ei-
ne an der Rasterwalze 510 angeordnete Kammerrakel 511 auf.
Die Kammerrakel 511 besteht aus mindestens einer Kammer 512,
einem Zulauf 513 und einem Uberlauf 514. Die Kammerrakel 511
nach Fig. 1 ist in der Funktion in WO 2005/013013 A2 be-
schrieben. Die Entwicklerflissigkeit wird aus einer Mischein-
richtung MS entnommen und durch eine erste Pumpe 515 der Kam-
merrakel 511 zugefuhrt. Die Uberfllissige Entwicklerflissig-
keit in der Kammer 512 wird tber den Uberlauf 514 in eine
Auffangwanne 516 geleitet und von dort kann die Entwickler-
flissigkeit mit Hilfe einer zweiten Pumpe 517 in die Misch-

einrichtung MS gepumpt werden.

Der ausfihrlichere Aufbau der Zufilhreinrichtung 51 kann Fig.
2 und Fig. 3 entnommen werden. Diese enthdlt die Kammerrakel
511 mit der Kammer 512, den Zulauf 513, den Uberlauf 514 und
die Rasterwalze 510 mit den Napfchen und Stegen. Innerhalb
der zu der Rasterwalze 510 offenen Kammer 512 der Kammerrakel
511 ist ein ersteg isoliertes Strdmungselement 518 benachbart

der Rasterwalze 510 angeordnet, an das ein elektrischeg Po-
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tential Uri pot-element gelegt werden kann. In einer Weiterbil-
dung ist in der Kammer 512 ein zweites isoliertes Strdmungs-
element 519 angeordnet, das unabhdngig vom ergten Strdmungs-
element 518 mit einem elektrischen Potential Ugy pot-Elementz VEI -
gorgt werden kann. Die Strdmungselemente 518, 519 liegen pa-
rallel zu der Rasterwalze 510 und erstrecken sich Uber die
Breite der Kammer 512. Sie kdnnen an Seitenwdnden der Kammer
512 elektrisch igoliert befestigt gein und kdnnen aug einem
elektrigch leitfdhigen Profilelement bestehen. Die Kammer 512
kann ebenfalls an einem elektrischen Potential Uxammer liegen,

ebenso die Rasterwalze 510 an einem Potential Ugy.

Die ausreichende Zufuhr von Tonerteilchen in der Entwickler-
flissigkeit in die Napfchen der Rasterwalze 510, die notwen-
dig fir eine hohe Einfarbung der Potentialbilder auf dem Zwi-
schenbildtrager 1 bei hoher Druckgeschwindigkeit ist, wird
durch ein ausreichende Zufuhr und Verteilung der Entwickler-
flissigkeit in der Kammerrakel 511 und durch eine elektrische
Feldunterstitzung innerhalb der Kammerrakel 511 erreicht. Da-
bei wird ein Optimum aus durchstrdédmenden Volumen der Entwick-
lerflissigkeit entlang der Rasterwalze 510 und der erreichba-
ren elektrischen Feldstédrke infolge des Abstandes zwischen
Rasterwalze 510 und dem mit dem Potential Ury pot-Element VEIrSE-

henen ersten Strdmungselement 518 erreicht.

Die zugefiuhrte Entwicklerfllissigkeit wird Uber den Zulauf 513

in der Kammerrakel 511 derart verteilt,

- dass die Uber den Zulauf 513 zugefihrte Fliussigkeitsmenge
stets grdfRer oder gleich der Menge igt, die Uber die Napf-
chen der Rasterwalze 510 und den Uberlauf 514 abflieRen
kann;

- dass die Uberschliissige Menge an Entwicklerfllissigkeit Uber
den Uberlauf 514 abflieRen kann;

- dass die in der Kammer 512 angeordneten Strdémungselemente
518, 519 die Verteilung der Entwicklerflissigkeit quer zur

Druckrichtung ermdglichen und unterstitzen;
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- dass die Strdmungselemente 518, 519 zur Rasterwalze 510 und
zur Innenkontur der Kammer 512 derart angeordnet und ge-
formt sind, dass keine Diskontinuitdten der Entwicklerflls-
gigkeit im Strdémungsquerschnitt auftreten kdnnen und als
Ergebnis eine Strdémung im Spalt zwischen den Strdmungsele-
menten 518, 519 und Rasterwalze 510 entsteht, die gleichge-
richtet zur Bewegungsrichtung der Oberfldche der Rasterwal-
ze 510 ist.

Die elektrische Feldunterstltzung wird durch die elektrigche
Spannung zwigchen dem ersten Strdmungselement 518 und der Ra-
sterwalze 510 erreicht. Die Spannung kann optional einen U-

berlagerten Wechselgpannungsanteil aufweisen.

Die Anordnung und Kontur des ersten Strdmungselementes 518
bewirkt dabei, dass keine Feldstarkegpitzen entstehen und der
Bereich zwischen dem ergten Strdmungselement 518 und der Ras-
terwalze 510 stets mit Entwicklerfllssigkeit gefuillt ist.
Entsprechend ist die erreichbare Feldstdrke deutlich hdher
als die Luftdurchbruchfeldstarke und liegt im Bereich zwi-
schen 10 bis 5*10* V/cm.

Optional kann das zweite Strdmungselement 510 eingesetzt wer-
den, an dem eine reine Wechselspannung oder eine kombiniert
mit einer Gleichspannung mit umgekehrter Polaritat uberlager-
te Wechselspannung angelegt werden kann. Es ist in Drehrich-
tung der Rasterwalze 510 gesehen vor dem ersten Strdmungsele-
ment 518 angeordnet. Das elektrigche Feld zwischen dem zwei-
ten Strdémungselement 519 und der Rasterwalze 510 dient somit
dem Durchmischen der Entwicklerflissigkeit mit der in den
Napfchen der Rasterwalze 510 befindlichen Restflissigkeit.
Das Feld zwischen dem ergten Strdmungselement 518 und der Ra-
sterwalze 510 dient demgegentber der Erhdhung der Tonerkon-

zentration in den Napfchen der Rasterwalze 510.

Durch diese Realisierung der Zufiuhreinrichtung 51 werden die

Napfchen der Rasterwalze 510 durch Feldunterstltzung zwischen
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dem ergten Strdmungselement 518 und der Rasterwalze 510 defi-
niert mit Tonerteilchen beflllt. Die Tonerkonzentration wird
dabei erst beim Beflllen der Napfchen der Rasterwalze 510 er-
héht, es kann also vorher eine niedrig konzentrierte und da-

mit besser flieRfdhige Entwicklerflissigkeit dosiert werden.

Die Reinigungseinrichtung 53 weist nach Fig. 2 ein als Reini-
gungswalze 530 oder Reinigungsband realigiertes Reinigungs-
element auf, das an der Applikatorwalze 520 anliegt, im fol-
genden wird bei der Erdrterung die Reinigungswalze als Bei-
spiel verwendet. An der Reinigungswalze 530 liegt eine Reini-
gungsrakel 531 an, die das von der Reinigungswalze 530 von
der Applikatorwalze 520 abgereinigte Regtbild abgestreift.
Die Reinigungsrakel 531 ist Teil einer Halbkammer 532, die
eine Wanne 533 und einen Ablauf 534 aufweist. Optional kann
ein Flillstandssensor 537 vorgesehen werden. In der Halbkammer
532 kann ein elektrisch isoliertegs Reinigungsstrdmungselement

535 angeordnet sein.

Die an der Reinigungswalze 530 angeordnete Reinigungsrakel
531 ist in die Halbkammer 532 integriert. Diese weigt geitli-
che Abdichtungen 536, die Reinigungsrakel 531 und eine Halb-
kammer 532 auf. Damit wird erreicht, dassg alle von der Reini-
gungsrakel 531 von der Reinigungswalze 530 abgestreifte Ent-
wicklerfllissigkeit in die Halbkammer 532 flieft. Die Halbkam-
mer 532 ist derart gestaltet, dass ein Pegel an Entwickler-
flissigkeit gehalten wird, der oberhalb der Reinigungsrakel
531 liegt mit der Folge, dass auf der Reinigungswalze 530 be-
findliche Tonerteilchen in die vorhandene Menge an Entwick-
lerflissigkeit dispergieren. Dazu ist entweder ein Ablauf 534
oberhalb des Niveaus der Reinigungsrakel 531 oder eine Uber
einen Fillsgstandssensor 537 einstellbare Abfihrpumpe (in Fig.

2 nicht dargestellt) vorgesehen.

Zur Unterstitzung der Dispergierung der Tonerteilchen in der
Entwicklerflliissigkeit kann das Reinigungsstrdémungselement 535

nahe der Reinigungswalze 530 oberhalb der Reinigungsrakel
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531, aber teilweige oder vollstandig unterhalb des Pegelg der
Entwicklerfllssigkeit angeordnet werden. Der Abstand kann im
Bereich von 10 bis 2000 um, vorzugsweige 100 bis 1000 pym lie-
gen. Dag an dem Reinigungsstrdmungselement 535 angelegte e-
lektrische Potential Urew pot-Elements 1St flr eine positive To-
nerpartikelpolaritat negativer als das Potential Unaipkammer an
der Reinigungsrakel 531 und das Potential Ugey an der Reini-
gungswalze 530. Die daraus abgeleitete elektrische Spannung
igt ausreichend grof3, um die Tonerteilchen von der Oberflache
der Reinigungswalze 530 abzuldsen, aber gering genug, dass
durch die Strdmung im Spalt zwischen Reinigungswalze 530 und
Reinigungsstrdmungselement 535 eine Ablagerung der Toner-
teilchen am Reinigungsstrdmungselement 535 verhindert wird.
Die elektrische Spannung liegt zwischen 10 V und 5000 V, vor-

zugsweise zwischen 200 bis 2000 V.

Zusatzlich ist das Reinigungsstrdémungselement 535 derart ge-
formt, dass keine Diskontinuitaten im Spalt zwischen Reini-
gungsstrémungselement 535 und Reinigungsgwalze 530 im Strd-
mungsquerschnitt auftreten kann und damit eine Strdmung im
Spalt zwigchen dem Reinigunggstrdmungselement 535 und der
Reinigungswalze 530 entsteht, die gleichgerichtet zur Bewe-

gungsrichtung der Oberflache der Reinigungswalze 530 ist.

Weiterhin kann in der Wanne 533 der Halbkammer 532 ein beweg-
liches Element, z. B. eine spiralfdrmige Spindel, unterhalb

dem angestrebten Flissigkeitsspiegels angeordnet werden. Die-
ses Element kann aktiv durch einen Antrieb bewegt werden und
dient der Vermeidung von Ablagerungen bzw. der Aufldsung von
IAblagerungen z.B. nach langeren Betriebspausen auf Grund von

Sedimentation.

Die Konditioniereinrichtung 54, die optional vorgesehen wer-
den kann, kann entweder ausg einem Korotron, z. B. einem
Drahtkorotron 540 (Fig. 4), an die ein elektrisches Potential
in der Polaritat der Tonerteilchen angelegt ist, begtehen o-

der aug einer Konditionierwalze 541 (Fig. 5).
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Uber das Korotron 540 werden Ladungen der gleichen Polaritét
wie die Tonerteilchen auf die Applikatorwalze 520 aufge-
bracht. Aufgrund der isolierenden Tragerflissigkeit verblei-
ben die Ladungen an der Oberfldche der Entwicklerflissigkeit.
Infolgedessen werden die Tonerteilchen von der Oberflache des
Entwicklerfllssigkeitsfilms in Richtung auf die Applikator-
walze 520 verdrangt, es entsteht eine Deckschicht aus Trager-
flissigkeit auf der Entwicklerflisgigkeit, die im nachfolgen-
den Entwicklungsschritt zur Vermeidung von Tonerablagerungen

auf Nichtbildstellen auf dem Zwischenbildtrager 1 dient.

Aus Fig. 5 ergibt sich der Aufbau der Konditioniereinrichtung
54 mit Konditionierwalze 541. Diese befindet sich in Kontakt
mit dem Entwicklerfllissigkeitsfilm auf der Applikatorwalze
520. Die Konditionierwalze 541 ist mit einem separaten elekt-
rischen Potential Ux.n, versehen, das hdher ist als das elekt-
rische Potential der Applikatorwalze Uny. Die resultierende
Spannung zwischen Konditionierwalze 541 und Applikatorwalze
520 liegt im Bereich von 10 V bis 2000 V, vorzugsweise im Be-
reich von 200 V bis 1000 V. Die Applikatorwalze 520 und die
Konditionierwalze 541 rollen aufeinander ab. Die Oberfldchen-
geschwindigkeit der Konditionierwalze 541 betragt 0,8:1 bis
1:0,8, vorzugsweise 1:1 im Vergleich zu der Applikatorwalze
520. Die Tonerteilchen werden hier ebenfalls von der Oberfla-
che des Entwicklerflissigkeitsfilms zur Applikatorwalze 520

hin verdrangt.

Durch die geeignete Wahl des Durchmessers der Konditionier-
walze 541 wird zusadtzlich eine Trennstrdmung zwischen Kondi-
tionierwalze 541 und Applikatorwalze 520 erzeugt. Der Durch-
messer der Konditionierwalze 541 ist dazu im Bereich wvon 0,1
big 0,7 des Durchmegsers der Applikatorwalze 520 gewahlt,
vorzugsweise 0,2 big 0,5. Die Trennstrdmung weist aufgrund
des geringen Durchmesgers der Konditionierwalze 541 einen
ausgepragten Geschwindigkeitgvektor senkrecht zur Oberflache
der Applikatorwalze 520 auf. Die bei der Filmspaltung nach
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dem Walzenkontakt entstehende Stdrung der Fllissigkeits-
gchichtdicke weigt eine geringe Periodenlénge (<100 um) und
gleichzeitig geringe Amplitude auf. Dies bewirkt eine makro-
skopische Glattung der FlUssigkeitsoberfliche, dementsgpre-
chend eine gleichmdfige Verteilung der Tonerteilchen auf der

Applikatorwalze 520 und nachfolgend im Druckbild.

Optional kann an der Konditionierwalze 541 eine Konditionier-
rakel 542 angeordnet sein. Die Konditionierrakel 542 entfernt
die auf der Konditionierwalze 541 befindliche Tragerfllissig-
keit, die aufgrund des anliegenden elektrischen Feldes wvon
Tonerteilchen verarmt ist und fuhrt diese in die Mischein-
richtung MS zurick. Entsprechend weist der auf der Applika-
torwalze 520 verbleibende Film an Entwicklerflissigkeit eine
erhdhte Konzentration von Tonerteilchen bei gleichzeitig ge-
ringerer Gesamtschichtdicke auf. Die Feldstarke im Spalt wird
durch die unverdndert anliegenden Potentiale und den Abstand
zwigchen beiden begtimmt. Der Abstand reduziert sich entspre-
chend der reduzierten Schichtdicke der Entwicklerfllssigkeit
und fuhrt daher zu einer fir den Entwicklungsvorgang vorteil-
haften héheren Feldstarke im Spalt zwischen Zwischenbildtra-
ger 1 und Applikatorwalze 520. Alternativ ist es mdbglich, bis
zur Konditioniereinrichtung eine niedriger konzentrierte und

damit besser fliefffdhige Entwicklerflissigkeit zu verwenden.

Die in den Einrichtungen verwendeten Walzen (Rasterwalze 510,
Reinigungswalze 530, Konditionierwalze 541, Applikatorwalze
520) weisen jeweils eine Oberfldchenbeschichtung auf. Die Be-
gchichtungen werden go gewahlt,

- dass Uber direkten Kontakt (z. B. Stege der Rasterwalze 510
auf Applikatorwalze 520, Reinigungswalze 530 oder Konditio-
nierwalze 541 auf Applikatorwalze 520) kein oder nur ein
derart geringer elektrischer Strom fliefft, dass unter-
schiedliche elektrische Potentiale der Walzen durch die an-
geschlogsenen Netzteile gstabil gehalten werden kdnnen
(Strom vorzugsweise < 100 um/1lm Walzenbreite; Potential-

schwankungen vorzugsweise <+/-10V),
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- dass die Strom begrenzende Besgschichtung dabei (vorzugswei-
ge) nicht auf der Applikatorwalze 520, sondern auf der je-
weils anliegenden Walze (510, 530, 541) aufgebracht ist,

e um eine leitfdhige Beschichtung der Applikatorwalze 520
zu gewadhrleisten (spezifischer Widerstand <10’ Q*cm), wo-
durch Uber die Beschichtung der Applikatorwalze 520 ein
geringer Spannungsabfall auftritt (<10V),

e womit der im Entwicklerspalt (Applikatorwalze 520 zu Zwi-
gchenbildtrdger 1) vorhandene Potentialunterschied (er-
gibt gich aus dem Abstand zwischen Aufladepotential bzw.
Entladepotential des Zwischenbildtragers 1 und dem sym-
metrisch dazwischen angeordneten Bias- Potential der Ap-
plikatorwalze 520) in eine mdglichst grofle elektrische
Feldstarke (Spannung/Schichtdicke) uber die Entwickler-
flissigkeit im Entwicklerspalt umgesetzt wird;

- dass die Strom begrenzende Beschichtung auf der Rasterwalze
510, Reinigungswalze 530 und Konditionierwalze 541 im Be-
reich zwischen 10° Q*cm und 10'° Q*cm , vorzugsweise 5*10°
und 5*10° Q*cm liegt, wobei der {iber diese Beschichtungen
auftretende Spannungsabfall <100V betragt;

- dass somit an jeder Kontaktstelle eine Strombegrenzung vor-

handen ist.

Die Beschichtung der elastischen Applikatorwalze 520 kann ei-
nen spezifischen Widerstand im Bereich zwischen 10* bis 10°
Q*cm, vorzugsweise zwischen 10° bis 10’ aufweisen, die Wider-
standsschwankungen kdénnen <+/- 20 % (vorzugsweise <+/-10%)
betragen, die Schichtdicke liegt zwischen 3 und 12 mm, vor-
zugsweise 7 bis 10 mm. Als Material kann u. a. NBR- Gummi,
PUR- Gummi gewahlt werden. Wenn die Beschichtung der Applika-
torwalze 520 zwei Schichten aufweist, kann die duflere Schicht
aus PVDF, ECO, Fluorelastomer, Teflon bestehen und eine
Schichtdicke <0,7 mm haben, die innere aus den oben angegebe-

nen Materialien bestehen.

Die Begchichtung der Rasgsterwalze 510 und der Reinigungswalze

530 kann einen Widerstand zwischen 10° Q*cm und 10'° Q*cm und
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eine Schichtdicke zwischen 10 und 400 um, vorzugsweise zwi-
gchen 50 und 200 um, aufweisen. Alg Material kann u.a. Hart-
Coat, Keramik (Al-0Oxid, Chromoxid, Titanoxid oder eine Mi-

gschung daraus) gewahlt werden.

Wie gich aus der Erlauterung der erfindungsgeméflen Vorrich-
tung ergibt, gind alle Funktiongelemente mit einem definier-
ten elektrischen Potential versgsehen. Fir die Wahl des Poten-
tials sind folgende Gesichtspunkte gewdhlt worden:

- alle Potentiale ergeben sich aus der Uberlagerung eines
Gleichgpannungs- und Wechgelspannungsanteilg; dabei kann
jeder Anteil null sgein;

- alle Walzen (Bander), also die Applikatorwalze 520, die Ra-
sterwalze 510, die Reinigungswalze 530 und die Konditio-
nierwalze 541 sind mit einem separaten Potential versehen;

- die Kammerrakel 511 hat vorzugsweise gleiches Potential wie
die Rasterwalze 510, optional auch hdéhereg Potential im
Vergleich zur Rasterwalze 510;

- die Reinigungsrakel 531 und die Halbkammer 532 (seitliche
Abdichtung) haben vorzugsweige das gleiche Potential wie
die Reinigungswalze 530, optional auch ein hdheres Potenti-
al;

- die Potentiale an den Strdémungselementen 518, 519, 535 gind
oben beschrieben worden.

Die Potentiale werden bei den Walzen (510, 520, 530, 541) an

deren Kern angelegt, bei Bandern an deren Innenseite.

Die oben aufgefihrten Potentialunterschiede zwischen den
Funktionselementen sind in der Begchreibung als Spannungen

bezeichnet worden.

Die Oberflachenbeschichtungen der Walzen bilden ein System
aus aneinander angepassten gpezifischen Widerstdnden p. Dabei
gilt:

- p(Rasterwalze)>p(Applikatorwalze) ;

- p(Reinigungswalze) >p (Applikatorwalze) ;

- p(Konditionierwalze)>p (Applikatorwalze) .
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Die begonderen Vorteile der erfindungsgemdffen Vorrichtung

gind zusammengefagst im folgenden zu sgehen:

- Fir jedes am Ubertragungsprozess der Entwicklerflissigkeit
auf dem Weg zum Zwischenbildtrdger 1 beteiligte Funktions-
element (z.B. Rasterwalze 510, Applikatorwalze 520) ist bei
jedem Ubertragungsprozess die Ablagerungszeit der Tonerpar-
tikel geringer als der Quotient aus der Lange der jeweili-
gen Ubertragungszone flir die Entwicklerflissigkeit zwischen
den jeweiligen Funktiongelementen und der Prozessgeschwin-
digkeit (jeweilige Ubertragungszeit der Tonerpartikel von
Funktionselement zu Funktionselement). Dies wird auf Grund
einer elektrischen Feldwirkung tUber die Kombination der Wi-
derstande und der Kapazitaten der beteiligten Funktionsele-
mente und des Abstandes der beteiligten Funktionselemente
voneinander erreicht.

Als Formel kann dies so formuliert werden:

Ly, d,,
Ni, Ni
Lp > Lp
VPr ozess VAblagemn g
wobel ist

Y blagerng =M+ E mit p- Tonermobilitdt und E= elektr. Feldstdr-

ke;
1= Lange der Ubertragungszone;
v= Geschwindigkeit
d= Dicke der Ubertragungszone

- Zur Vermeidung der permanenten Anhaftungen von Tonerteil-
chen auf am Ubertragungsprozess der Entwicklerflissigkeit
auf dem Weg zum Zwischenbildtrager 1 beteiligten Funktions-
elementen gind diese derart gestaltet, dass an jedem betei-
ligten Funktionselement im zyklischen Prozess des Ubergangs
der Entwicklerfllissigkeit oder Teile davon von Funktions-
element zu Funktionselement in jedem Zyklus eine Kraftwir-
kung hin zu dem Funktionselement und weg von dem Funktions-
element erzeugt wird. Die Kraftwirkung kann durch ein auf
die geladenen Tonerteilchen einwirkendeg elektrisches Feld
erzeugt werden oder durch eine Strdmung, d. h. eine Scher-

wirkung.
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Bezugszeichenliste

DS

s oy Ul WD

62

63

51

52

53

54

520
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
530
531
532
533

Drucksystem
Migcheinrichtung
Zwischenbildtrager
Regenerationsbelichtung
Aufladestation
Bildmaf3ige Belichtung
Entwicklereinrichtung
Transfereinheit
Aufzeichnungstrager
Reinigungselement
Transferwalze
Gegendruckwalze
Reinigungseinheit
Zufihreinrichtung
Applikatoreinrichtung
Reinigungseinrichtung
Konditioniereinrichtung
Applikatorwalze
Rasterwalze

Kammerrakel

Kammer der Kammerrakel
Zulauf

Uberlauf

Erste Pumpe
Auffangwanne

Zweite Pumpe

Erstes Strdmungselement
Zweites Strdémungselement
Reinigungswalze
Reinigungsrakel
Halbkammer

Wanne der Halbkammer

PCT/EP2006/068432
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534
535
536
540
541
542

24

Ablauf der Halbkammer
Reinigungsstrdmungselement
Abdichtungen
Drahtkorotron
Konditionierwalze

Konditionierrakel

PCT/EP2006/068432
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Patentansgpriche

1. Vorrichtung zur Entwicklung von auf einem Zwischenbildtra-
ger erzeugten Potentialbilder von zu druckenden Bildern unter
Verwendung einer geladene Tonerteilchen und Tragerfliussigkeit
aufweisenden Entwicklerfllssigkeit bei einer elektrografi-
schen Druck- oder Kopiereinrichtung,

- bei der eine Zuflhreinrichtung (51) vorgesehen ist, die als
Funktionselemente mindestens eine Kammerrakel (511), ein
Napfchen zur Aufnahme der Entwicklerflissigkeit aufweisen-
des Rasterelement (510) und mindestens ein in der Kammerra-
kel (511) angeordnetesg erstesgs Strdmungselement (518) vor-
sieht, zwischen dem und dem Rasterelement (510) eine derar-
tige elektrigche Spannung anliegt, dass die Tonerteilchen-
konzentration in den Napfchen des Rasterelementes (510) er-
héht wird,

- bei der eine Applikatoreinrichtung (52) vorgesehen ist, die
von der Zufidhreinrichtung (51) die Entwicklerflissigkeit

Ubernimmt, und diese dem Zwischenbildtrager (1) zufihrt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

bei der zur Vermeidung der unerwlnschten Ablagerung von To-
nerteilchen auf am Ubertragungsprozess der Entwicklerfliissig-
keit auf dem Weg zum Zwischenbildtrager (1) beteiligten Funk-
tionselementen diese derart gestaltet sind und betrieben wer-
den, dass im zyklischen Prozess des Ubergangs der Entwickler-
flissigkeit von Funktionselement zu Funktionselement in jedem
Zyklus bezogen auf den Ubertragungsweg der Entwicklerflissig-
keit eine Kraftwirkung auf die Tonerteilchen hin zum ndchsten
Funktionselement und weg vom vorhergehenden Funktionselement

erzeugt wird.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
bei dem die Kraftwirkung jeweils durch ein auf die geladenen

Tonerteilchen einwirkendesgs elektrischeg Feld erzeugt wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,



10

15

20

25

30

35

WO 2007/057387 PCT/EP2006/068432
26

bei dem die Kraftwirkung durch eine Strdmung erzeugt wird.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die die Entwicklerflissigkeit transportierenden Funk-

tionselemente Walzen oder Bander sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
bei der die Widerstdnde der die Entwicklerfllssigkeit trans-
portierenden Funktionselemente abwechselnd hochohmig und nie-

derohmig sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,

bei der eine Reinigungseinrichtung (53) vorgesehen ist, die
das nach der Entwicklung der Potentialbilder auf der Applika-
toreinrichtung (52) verbliebene Restbild abreinigt und zwi-
gchen der und der Applikatoreinrichtung (52) eine elektrische
Spannung anliegt, die den Ubergang der Tonerteilchen des

Restbildes auf die Reinigungseinrichtung (53) festlegt.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

bei der eine Konditioniereinrichtung (54) vorgesehen ist, die
benachbart der Applikatoreinrichtung (52) in Bewegungsrich-
tung der Entwicklerfllssigkeit gegehen vor dem Zwigchenbild-
trdger (1) angeordnet ist und die die dem Zwischenbildtrager
(1) zuzuftihrende Entwicklerfllssigkeit derart beeinflusst,
dass sich die Tonerteilchen in der Entwicklerflissigkeit zur

Oberflache der Applikatoreinrichtung (52) bewegen.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

bei der die Zufihreinrichtung (51) als Funktionselemente min-
destens eine Kammerrakel (511) und eine Rasterwalze (510)
aufweist, bei der die Rasterwalze (510) die Entwicklerflis-

gigkeit von der Kammerrakel (511) utbernimmt.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die Applikatoreinrichtung (52) als Funktiongelement

eine Applikatorwalze (520) oder ein Applikatorband aufweist.
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11. Vorrichtung nach einem der Ansprlche 7 bis 10,
bei der die Reinigungseinrichtung (53) als Funktiongelement
mindestens eine Reinigungswalze (530) oder ein Reinigungsband

aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, 10 oder 11,

bei der die Rasterwalze (510) im Vergleich zu der Applikator-
walze (520) einen grofen Widerstand aufweist, so dass nur ein
minimaler elektrischer Stromibergang am Ubergangsbereich fur

die Entwicklerfllssigkeit zwischen Rasterwalze (501) und Ap-

plikatorwalze (520) auftritt.

13. Vorrichtung nach einem der Angpriche 10 bis 12,
bei der die die Entwicklerflissigkeit transportierende Appli-
katorwalze (520) einen kleinen Widerstand aufweist und damit

der Spannungsabfall lUber deren Oberflache klein ist.

14. Vorrichtung nach einem der Anspriche 11 bis 13,

bei der die Reinigungswalze (530) im Vergleich zu der Appli-
katorwalze (520) einen grofdien Widerstand aufweist, so dass
nur ein minimaler elektrischer Stromibergang am Ubergangsbe-
reich flr die Entwicklerflissigkeit zwischen Reinigungswalze
(530) und Applikatorwalze (520) auftritt.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprlche 9 bis 15,

bei der der Widerstand von Rasterwalze (510) bzw. der Reini-
gungswalze (530) derart gewdhlt ist, dass der Stromibergang
zwigschen ihnen und der Applikatorwalze (520) <1000 pA/1lm ist,

vorzugsweise < 100 pa/1m.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15,

bei der der Widerstand der Reinigungswalze (530) bzw. der
Rasterwalze (510) im Bereich von 10° Q*cm bis 10'° Q*cm, vor-
zugsweise 5*10° bis 5*10° Q*cm, liegt und derjenige der Ap-
plikatorwalze (520) mindestens um den Faktor 10 leitfahiger

ist.
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17. Vorrichtung nach Anspruch 16,
bei der die Oberflachenschicht der Applikatorwalze (520) so
gewdhlt ist, dass deren Widerstand < 10° Q*cm ist, vorzugs-

weise 10° bis 10’ Q*cm betragt.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprlche 9 bis 17,

bei der die Kammerrakel (511) eine zur Rasterwalze (510) of-
fene Kammer (512) mit einem Zulauf (513) und einem Uberlauf
(514) flUr die Entwicklerfllssigkeit aufweist, wobei der Zu-
lauf (513) derart ausgeflihrt ist, dass die zugeflihrte Menge
an Entwicklerfllissigkeit grdéfRer oder gleich der Menge ist,
die an die Rasterwalze (510) Ubergeht und dass die Uberflis-

sige Menge tber den Uberlauf (514) abflieRt.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18,

bei der eine ausreichende Zufuhr von Tonerteilchen in die
Napfchen der Rasterwalze (510) durch eine ausreichende Zufuhr
und Verteilung der Entwicklerfllssigkeit in der Kammerrakel
(511) und durch eine elektrische Feldunterstltzung innerhalb

der Kammerrakel (511) erreichbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Anspriche 18 oder 19,
bei der in der Kammer (512) der Kammerrakel (511) dasg mindes-
tens erste Strdémungselement (518) angeordnet ist, zwischen

dem und der Rasterwalze eine elektrisgsche Spannung anliegt.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20,

bei der die durch die elektrische Spannung bewirkte elektri-
sche Feldstarke zwischen dem ersten Strdémungselement (518)
und der Rasterwalze (510) im Bereich zwischen 10 bis 5%10*

V/cm gewdhlt ist.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprliche 20 big 21,
bei der als zusdtzliches Funktionselement ein zweites Strd-
mungselement (519) benachbart dem ersten Strdmungselement

(518) in der Kammer (512) vorgesehen ist, das an einer elekt-
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rigschen Spannung liegt, die aus einem Gleich- und Wechsel-
gpannungsanteil begteht, wobei jeder Anteil null gein kann
und deren Polaritdt zu der des ersten Strdmungselementes
(518) umgekehrt ist, so dass die Entwicklerfllssigkeit mit
der in den Napfchen der Rasterwalze (510) befindlichen Rest-
flissigkeit durchgemischt wird bzw. Ablagerungen von Toner-

teilchen in der Kammerrakel (511) verhindert werden.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22,
bei der das zweite Strémungselement (519) vor dem ersgten
Strémungselement (518) in Drehrichtung der Rasterwalze (510)

gesehen angeordnet igt.

24 . Vorrichtung nach einem der Anspruiche 22 oder 23,

bei der die Strdémungselemente (518, 519) zur Rasterwalze
(510) und zur Innenkontur der Kammer (512) derart angeordnet
und geformt sind, dass eine Strdmung an Entwicklerfligsigkeit
im Spalt zwischen den Strdémungselementen (518, 519) und der
Rasterwalze (510) entsteht, die gleichgerichtet zur Bewe-
gungsrichtung der Walzenoberfldche ist und dass keine diskon-
tinuierlichen Querschnittsadnderungen der durchstrdmten Fla-
chen sowohl in axialer alg auch in radialer Richtung und kei-

ne Zonen mit FliefRgeschwindigkeit null auftreten.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprliche 22 big 24,

bei der die Strémungselemente (518, 519) als elektrigch lei-
tende Profilelemente ausgefihrt sind, die in der Kammer (512)
benachbart deren Offnung parallel zur Rasterwalze (510) ange-
ordnet gind und sich Uber die Breite der Kammer (512) ersgtre-
cken und einen Abstand zur Rasterwalze im Bereich von 10 bis

2000 pm, vorzugsweise 100 bis 1000 um aufweisen.

26. Vorrichtung nach einem der Anspruiche 22 bis 25 ,
bei der die Strdmungsgselemente (518, 519) einen Querschnitt
aufweisen, der in Richtung zur Rasterwalze (510) abgeflacht

ist.
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27. Vorrichtung nach einem der Anspruiche 11 bis 26,

- bei der die Reinigungseinrichtung (53) die Reinigungswalze
(530) und als weiteres Funktionselement eine an der Reini-
gungswalze anliegende Reinigungsrakel (531) aufweist,

- bei der die Reinigungsrakel (531) Teil einer Halbkammer
(532) ist, in die das abgerakelte Regtbild flieRt.

28. Vorrichtung nach Anspruch 27,

bei der die Halbkammer (532) seitliche Abdichtungen (536),
die Reinigungsrakel (531) und eine Wanne (533) aufweist, wo-
bei die Halbkammer (532) derart gestaltet ist, dass stets der
Pegel der Entwicklerfllissigkeit oberhalb der Reinigungsrakel
(531) liegt, so dass die auf der Reinigungswalze (530) vor-

handenen Tonerteilchen in die Halbkammer (532) dispergieren.

29. Vorrichtung nach Anspruch 28,

bei der in der Wanne (533) der Halbkammer (532) ein bewegli-
ches angetriebenes Element, insbesondere eine gpiralfdrmige
Spindel, angeordnet ist, um Ablagerungen zu vermeiden bzw.

Ablagerungen aufzuldsen.

30. Vorrichtung nach einem der Anspruiche 27 bis 29,
bei der zur Einstellung des Pegels in der Halbkammer (532)
ein Flillstandssensor (537) vorgesehen ist, der eine Abfihr-

pumpe ansteuert.

31. Vorrichtung nach einem der Anspruiche 27 bis 30,
bei der zur Einstellung des Pegels in der Halbkammer (532)
ein Uberlauf (534) oberhalb der Reinigungsrakel (531) vorge-

sehen ist.

32. Vorrichtung nach einem der Anspruche 27 bis 31,

bei der als weiteres Funktionselement ein Reinigungsstrd-
mungselement (535) in der Halbkammer (532) benachbart der
Reinigungswalze (530) angeordnet ist, das derart geformt ist,
dass eine Strdmung im Bereich zwischen dem Reinigungsstrd-

mungselement (535) und der Reinigungswalze (530) entsteht,
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die gleichgerichtet zur Bewegungsrichtung der Oberfldche der
Reinigungswalze (530) igt und dass keine disgskontinuierlichen
Quergchnittsdnderungen der durchstrdmten Flachen sowohl in

axialer alg auch in radialer Richtung auftreten.

33. Vorrichtung nach Anspruch 32,
bei der der Abstand Reinigungswalze (530) zum Reinigungsstrd-
mungselement (535) auf 10 bis 2000 um, vorzugsweise 100 bis

1000 um, eingestellt ist.

34. Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33,

bei der das Reinigungsstrdmungselement (535) oberhalb der
Reinigungsrakel (531), aber teilweise oder vollstandig unter-
halb des Pegels der Entwicklerflissigkeit in der Halbkammer

(532) angeordnet ist.

35. Vorrichtung nach einem der Anspruiche 32 bis 34,

bei der an dem Reinigungsstrdmungselement (535) ein elektri-
sches Potential anliegt, die aus einem Gleichspannungs- und
Wechselspannungsanteil bestehen, wobei jeder Anteil null sein
kann, und das bei positiver Tonerpolaritdt negativer ist als
das Potential an der Reinigungswalze (530) und der Reini-

gungsrakel (531).

36. Vorrichtung nach Anspruch 35,

bei der die elektrische Spannung zwischen Reinigungswalze
(530) und Reinigunggstrdémungselement (535) derart gewahlt
igt, dass die Tonerteilchen von der Oberfllche der Reini-
gungswalze (530) abgeldgst werden, jedoch eine Ablagerung der
Tonerteilchen auf dem Reinigungsstrdémungselement (535) ver-

hindert wird.

37. Vorrichtung nach Anspruch 36,
bei der die elektrische Spannung zwischen Reinigungswalze
(530) und Reinigunggstrdmungselement (535) zwischen 10 V und

5000 V liegt, vorzugsweise zwischen 200 V und 2000 V liegt.
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38. Vorrichtung nach einem der Ansprliche 27 big 37,
bei der die Halbkammer (532) mit der Mischeinrichtung (MS)

verbunden ist.

39. Vorrichtung nach einem der Angprlche 8 bis 38,

bei der die Konditioniereinrichtung (54) als Funktionselement
ein benachbart der Oberfldche der Applikatorwalze (520) ange-
ordnetes Korotron (540) ist, das an einem derartigen elektri-
schen Potential liegt, dass Ladungen im Vergleich zu den To-
nerteilchen gleicher Polaritdt auf die Applikatorwalze (520)

aufgebracht werden.

40. Vorrichtung nach Anspruch 39,
bei der ein Drahtkorotron (540) vorgesehen ist, das parallel

zur Applikatorwalze (520) angeordnet ist.

41. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 39,

bei der die Konditioniereinrichtung (54) als Funktionselement
eine Konditionierwalze (541) aufweist, die an einem derarti-

gen elektrischen Potential liegt, dass Ladungen im Vergleich
zu den Tonerteilchen gleicher Polaritat auf die Applikator-

walze (520) aufgebracht werden.

42. Vorrichtung nach Anspruch 41,

bei der die elektrische Spannung zwischen der Applikatorwalze
(520) und der Konditionierwalze (541) im Bereich von 10 V bis
2000 V liegt, vorzugsweise 200 V bis 1000 V.

43 . Vorrichtung nach einem der Anspriche 41 oder 42,
bei der die Konditionierwalze (541) einen Widerstand auf-

weigt, der grdRer igt als der der Applikatorwalze (520).

44 . Vorrichtung nach einem der Anspriche 41 big 43,
bei der die Konditionierwalze (541) auf der Applikatorwalze
(520) abrollt, wobei deren Geschwindigkeitsverhdltnis zwi-

gchen 0,8:1 bis 1:0,8 liegt, vorzugsweisge 1:1 ist.
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45. Vorrichtung nach einem der Anspruche 41 bis 44,

bei der die Durchmesser der Konditionierwalze (541) und der
Lpplikatorwalze (520) derart gewdhlt sind, dass eine Trenn-
strémung zwischen Applikatorwalze (520) und der Konditionier-
walze (541) entsteht, die eine Glattung der Oberfldche der
Entwicklerflliissigkeit auf der Applikatorwalze (520) bewirkt.

46. Vorrichtung nach einem der Anspruche 45,
bei der der Durchmegger der Konditionierwalze (541) im Be-
reich von 0,1 bis 0,7 des Durchmesgssers der Applikatorwalze

(520) liegt, vorzugsweise 0,2 bis 0,5 ist.

47. Vorrichtung nach einem der Anspruche 41 bis 46,
bei der an der Konditionierwalze (541) eine Konditionierrakel
(542) anliegt.

48. Vorrichtung nach einem der Anspriche 41 big 47,
bei der die Konditionierwalze (541) eine Strom begrenzende
Beschichtung aufweist, die einen spezifischen Widerstand von

10% bis 10'° Q*cm aufweist, vorzugsweise 5%*10° bis 5*10° Q*cm.

49. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 48,

bei der die Applikatorwalze (520) eine Beschichtung aufweist,
die einen spezifischen Widerstand aufweist, der vorzugsweise
im Bereich von 10 bis 10° Q*cm liegt, vorzugsweise zwischen
10° und 107 Q*cm, wobei eine Schichtdicke zwischen 4 und 12 mm

vorgegehen ist, vorzugsweise 7 bis 10 mm.

50. Vorrichtung nach Anspruch 49,
bei der die Oberflache der Applikatorwalze (520) eine Be-

schichtung aus NBR-Gummi oder PUR-Gummi aufweist.

51. Vorrichtung nach Anspruch 49,
bei der die Oberfldche der Applikatorwalze (520) aus zwei
Schichten besgsteht, bei der die Deckschicht aus PVDF, ECO,

Fluorelastomer oder Teflon besteht.
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52. Vorrichtung nach Anspruch 51,
bei der die Schichtdicke der Deckschicht <0,7 mm ist.

53. Vorrichtung nach einem der Angprliche 9 bis 52,

bei der die Oberfldche der Rasterwalze (510) bzw. die Ober-
flache der Reinigungswalze (530) eine Beschichtung aufweist,
deren spezifischer Widerstand zwischen 10° und 10'° Q*cm liegt
und eine Schichtdicke zwischen 10 und 400 um, vorzugsweisgse 50

bis 200 um, aufweist.

54 Vorrichtung nach Anspruch 53,
bei der das Material der Beschichtung der Rasterwalze (510)
bzw. Reinigungswalze (530) HartCoat oder Keramik (Al- Oxid,

Chromoxid, Titanoxid oder eine Mischung darausg) ist.

55. Vorrichtung nach einem der Ansprlche 9 bis 54,
bei der in der Applikatoreinrichtung (52) die Applikatorwalze
(520) durch ein Applikatorband ersetzt ist.

56. Vorrichtung nach einem der Anspriche 11 bis 55,
bei der in der Reinigungseinrichtung (53) die Reinigungswalze

(530) durch eine Reinigungsband ersetzt ist.

57. Verfahren zur Entwicklung von auf einem Zwischenbildtra-
ger (1) angeordneten Potentialbildern bei einer elektrografi-
schen Druckeinrichtung, bei dem eine Vorrichtung nach einem

der Anspruche 1 bis 56 verwendet wird.

58. Verfahren nach Anspruch 57,

bei dem geladene Tonerteilchen und Tragerfllssigkeit aufwei-
sende Entwicklerflissigkeit in niedriger Tonerteilchenkon-
zentration und damit in niedriger Vigkositdt aus einer Misch-
einrichtung (MS) entnommen wird und vor dem Ubergang der Ent-
wicklerfllissigkeit auf den Zwischenbildtrager (1) auf die zur
Einfarbung der Potentialbilder erforderliche Tonerteilchen-

konzentration erhdht wird.
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59. Verfahren nach Anspruch 58,

- bei dem die Entwicklerfllssigkeit durch eine eine Kammerra-
kel (511) und eine Rasterwalze (510) aufweisende Zufihrein-
richtung (51) in niedriger Tonerteilchenkonzentration aus
der Migcheinrichtung (MS) entnommen wird,

- bei dem die Entwicklerfliissigkeit beim Ubergang von der
Kammerrakel (511) in die Napfchen der Rasterwalze (510) an
Tonerteilchen konzentriert wird und in konzentrierter Form
einer Applikatorwalze (520) zugefiuhrt wird, die die Ent-
wicklerfllissigkeit in konzentrierter Form an dem Zwischen-

bildtradger (1) vorbeiflhrt.

60. Verfahren nach Anspruch 59,

bei dem die Konzentrierung der Entwicklerfllssigkeit dadurch
erreicht wird, dass zwischen Kammerrakel (511) und Rasterwal-
ze (510) eine elektrische Spannung anliegt, die die Anzahl
der Tonerteilchen in den Napfchen der Rasterwalze (510) er-
hoéht .

61. Verfahren nach einem der Ansgpriche 58 bis 60,

bei dem die Entwicklerflissigkeit auf der Applikatorwalze
(520) durch eine auf der Applikatorwalze ablaufende Konditio-
nierwalze (541) durch Ubernahme von Tragerfllssigkeit an To-
nerteilchen weiter konzentriert wird bevor diese dem Zwi-

schenbildtrager (1) zugefiuhrt wird.

62. Verfahren nach Anspruch 61,

bei dem an die Konditionierwalze (541) ein solches elektri-
gcheg Potential angelegt wird, dass die Tonerteilchen in der
Entwicklerfllssigkeit auf der Applikatorwalze (520) in Rich-

tung deren Oberfldche verdrangt werden.

63. Verfahren nach einem der Anspruiche 57 bis 62,

- bei dem die nach der Entwicklung der Potentialbilder auf
dem Zwigchenbildtrager (1) auf der Applikatorwalze (520)
verbliebene Entwicklerflissigkeit von einer Reinigungswalze

(530) abgereinigt wird,
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- bei dem die abgereinigte Entwicklerfliggigkeit von der Rei-
nigungswalze (530) durch eine Reinigungsrakel (531) in eine
Halbkammer (532) abgerakelt wird und von dort in die Misch-
einrichtung (MS) abflieRt.

64. Verfahren nach Anspruch 63,

bei dem zur Verbesserung der Reinigungsfunktion der Reini-
gungswalze (530) ein elektrisches Potential an die Reini-
gungswalze gelegt wird, durch das der Ubergang der Tonerteil-

chen unterstitzt wird.

65. Verfahren nach Anspruch 64,
bei dem die Applikatorwalze (520), die Rasterwalze (510), die
Reinigungswalze (530) und die Konditionierwalze (541) mit ei-

nem geparaten elektrigchen Potential vergehen werden.

66. Verfahren nach Anspruch 65,
bei dem an die Kammerrakel (511) vorzugsweise gleicheg Poten-
tial wie an die Rasterwalze (510) angelegt wird, optional

auch hdéheres Potential im Vergleich zur Rasterwalze.

67. Verfahren nach einem der Angpriche 63 bis 66,

bei dem an die Reinigungsrakel (531) und die Halbkammer (532)
(seitliche Abdichtung) vorzugsweise dag gleiche Potential wie
an die Reinigungswalze (530) angelegt wird, optional auch ein

hdéheres Potential.

68. Verfahren nach einem der Anspruiche 63 bis 67,

bei dem die Oberflachenbeschichtungen der Applikatorwal:ze
(520), der Rasterwalze (510), der Reinigungswalze (530) und
der Konditionierwalze (541) derart gewahlt wird, dass ein
System aug aneinander angepasgssten spezifischen Widerstdnden p
entsteht, wobei gilt:

- p(Rasterwalze) »>p (Applikatorwalze) ;

- p(Reinigungswalze) >p (Applikatorwalze) ;

- p(Konditionierwalze)>p (Applikatorwalze) .
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